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В настоящей работе изучено влияниеструктуры стеклянной 
подложки на микротопографиюповерхности металлических пле-
ноксплавов Al-2.1 ат.% Mn иAl-1.4 ат.% Ni, полученных осаждени-
ем при ассистировании собственными ионами. Ионно-
ассистированное нанесение пленок осуществлялось с использова-
нием резонансного ионного источника вакуумной электродуговой 
плазмы при ускоряющем напряжении U=3 кВ.Исследование мик-
роструктуры и смачиваемости тонких пленок и стеклянной под-
ложки выполнено методами растровой электронной и атомно-
силовой микроскопии, а также методом покоящейся капли. Рас-
смотрена зависимостьшероховатости поверхности пленок от раз-
мера и объемной доли частиц микрокапельной фрак-
ции.Построение гистограмм распределения средних измеренных 
высот и впадин микрорельефа поверхности позволило провести 
количественный анализ морфологии поверхности покрытий в срав-
нении с исходной стеклянной подложкой.Полученные результаты 
обсуждаются с учетом ранее обнаруженныхзакономерностей фор-
мирования микростуктуры тонких пленок сплавов Al-Crи Al-Fe[1]. 
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